
Title (en)
Horological movement comprising a flat hairspring

Title (de)
Uhrwerk umfassend einen flachen Spiralfeder

Title (fr)
Mouvement horloger comportant un spiral plat

Publication
EP 2175328 A2 20100414 (FR)

Application
EP 10151818 A 20040202

Priority
• EP 04707219 A 20040202
• EP 03075362 A 20030206
• EP 10151818 A 20040202

Abstract (en)
The movement has a balance-hairspring resonator comprising a hairspring (10) formed of a plate with a succession of turns. An end of an inner
curve (11) is fixed to an axle (9) of a balance. An end of an outer curve (14) is fixed to a balance-coq or to a piece of the balance-coq. The turns are
formed by a single band from the inner curve to the outer curve, where the inner curve presents Grossmann type geometry. A portion of the outer
curve presents a section larger than that of a plate forming other turns. The turns are made of metal, metal alloy or monocrystalline/polycrystalline
silicon.

Abstract (fr)
Le spiral (10) comporte des spires de section rectangulaire (h x e), dont le pas p et/ou l'épaisseur e peut varier depuis la courbe à l'intérieur (11)
jusqu'à la courbe à l'extérieur (14), ou dont l'enroulement peut s'écarter du tracé d'une spirale parfaite. La courbe à l'intérieur (11) peut en outre
être prolongée par une rondelle autobloquante (17) permettant une fixation sans jeu du spiral sur l'axe du balancier. Le spiral est fabriqué par
photolithographie et croissance galvanique, ou par micro-usinage d'un matériau amorphe ou cristallin, tel qu'une plaquette de silicium.
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